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Beschreibung
Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Infrarot-Strahlung
reflektierende Glas- oder Glaskeramikscheibe sowie
ein Verfahren zu deren Herstellung. Insbesondere
betrifft die Erfindung eine Vorsatzscheibe fiir einen
Ofen oder einen Kamin, sowie eine Feuerschutzver-
glasung.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Infrarot-Strahlung reflektierende Scheiben,
insbesondere Backofenscheiben oder Kaminsicht-
scheiben sind bekannt. Es handelt sich dabei in der
Regel um ein Substratglas aus Glas oder Glaskera-
mik, welches mit einer Beschichtung versehen ist, die
im Infrarotbereich eine geringere Transmission auf-
weist als im Bereich des sichtbaren Lichtes. So kann
der Verwender in das Innere des Ofens oder Kamins
hineinschauen, wobei in dem Ofen beispielsweise
durch ein Feuer entstehende Infrarot-Strahlung nur
teilweise in die Umgebung emittiert wird.

[0003] Aufgrund der Infrarot-Strahlung reflektieren-
den Ausgestaltung wird dabei nicht nur die Aufhei-
zung von Gegenstanden in der Nahe des Ofens redu-
ziert, sondern es kann auch eine Erwarmung der
Scheibe und der Umgebung der Scheibe auf Tempe-
raturen vermieden werden, welche beim Anfassen zu
Verbrennungen flihren kénnten.

[0004] Herkémmliche Beschichtungen fir Glaskera-
mikscheiben sind beispielsweise aus zinn-dotiertem
Indiumoxid — aufgebaut. Weiter sind Aluminium-do-
tierte Zinkoxidschichten sowie Fluor-dotiere Zinno-
xidschichten bekannt. Mit derartigen Beschichtungen
I&sst sich ein hoher Reflexionsgrad bei einer Wellen-
lange bereits ab etwa 2000 nm erreichen.

[0005] Nachteilig an bekannten Infrarot-Strahlung
reflektierenden Beschichtungen hat sich aber ge-
zeigt, dass die Schichten bei hoher Hitzebelastung,
insbesondere bei Temperaturen tber 450°C ihre re-
flektierende Wirkung im Infrarotbereich teilweise dau-
erhaft verlieren.

[0006] So lassen sich mdgliche Langzeit-Tempera-
turbelastungen von allenfalls 500°C erreichen. Als
Scheibe fur Feuerschutzanwendungen sind derartige
Glaskeramikscheiben daher nicht optimal geeignet.

[0007] Des Weiteren werden bei der Herstellung ei-
ner Glaskeramik aus Griinglas im Keramisierungs-
prozess Temperaturen von etwa 900°C erreicht. Her-
kdmmliche Infrarot-Strahlung reflektierende Schich-
ten verlieren nach einer Erwarmung auf diese Tem-
peratur weitgehend ihre Wirkung.

2111

2010.10.07

[0008] Das Aufbringen einer Infrarot-Strahlung re-
flektierenden Schicht nach dem Keramisierungspro-
zess ist aufwandiger, insbesondere kénnen Glas-
scheiben, welche im Zuge des Keramisierungspro-
zesses verformt, insbesondere gebogen, und so auf
die gewunschte Endform werden, nur sehr aufwandig
mit einer gleichmaRigen Beschichtung versehen wer-
den.

Aufgabe der Erfindung

[0009] Der Erfindung liegt demgegentber die Auf-
gabe zugrunde, eine Infrarot-Strahlung reflektierende
Glas- oder Glaskeramikscheibe bereitzustellen, bei
welcher die genannten Nachteile des Standes der
Technik zumindest reduziert sind.

[0010] Insbesondere soll eine Glas- oder Glaskera-
mikscheibe mit einer hohen Hitzebestandigkeit be-
reitgestellt werden.

[0011] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es,
eine einfach und kostengunstig herstellbare Glas-
oder Glaskeramikscheibe bereitzustellen.

[0012] SchlieBlich ist es eine Aufgabe der Erfin-
dung, eine Scheibe mit guter optischer Anmutung be-
reitzustellen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0013] Die Aufgabe der Erfindung wird bereits durch
eine Glas- oder Glaskeramikscheibe sowie durch ein
Verfahren zur Herstellung einer Infrarot-Strahlung re-
flektierenden Glas- oder Glaskeramikscheibe nach
einem der unabhangigen Anspriiche geldst.

[0014] Bevorzugte Ausfihrungsformen und Weiter-
bildungen der Erfindung sind den jeweiligen Unteran-
sprichen zu entnehmen.

[0015] Die Erfindung betrifft zum einen eine Glas-
oder Glaskeramikscheibe, insbesondere ausgebildet
als Feuerschutzverglasung, als Vorsatzscheibe fir
einen Ofen oder Kamin oder als Ofenmuffel, welche
eine Antimonoxid enthaltende Infrarot-Strahlung re-
flektierende Zinnoxidschicht umfasst.

[0016] Weiter umfasst die Glas- oder Glaskeramik-
scheibe ein Glas- oder Glaskeramiksubstrat mit ei-
nem thermischen Ausdehnungskoeffizienten von a
von weniger als 4,2, bevorzugt weniger als 3,5. Es
werden also Glaser mit hoher Temperaturbestandig-
keit oder Glaskeramiken verwendet.

[0017] Die antimondotierte Zinnoxidschicht ist als
Einschicht-Reflexionsschicht ausgebildet. Unter ei-
ner Einschicht-Reflexionsschicht wird eine Schicht
verstanden, die nicht aufgrund ihrer Ausgestaltung
als optisches Wechselschichtsystem reflektiert. Viel-
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mehr scheint eine Antimon-dotierte Zinnoxidschicht
aufgrund ihrer kristallinen Eigenschaften der durch
das Antimon verursachten Fehlstellen und der frei
werdenden Elektronen durch die Dotierung als Ein-
satz fur eine Reflexionswirkung im Infrarotbereich
aufzuweisen.

[0018] Im sichtbaren Bereich ist die Schicht dage-
gen transparent, also durchlassig zumindest fur ei-
nen Teil des sichtbaren Lichtes, so dass die Scheibe
als Sichtscheibe verwendet werden kann.

[0019] Die Erfinder haben herausgefunden, dass
Antimonoxid-dotierte Zinnoxidschichten eine hohe
Temperaturbestandigkeit bei gleichzeitig guter Refle-
xionswirkung im Infrarotbereich aufweisen.

[0020] Insbesondere haben die Erfinder herausge-
funden, dass die Schichten von Anfang an, also be-
reits ohne thermische Nachbehandlung im sichtba-
ren Bereich transparent sind und gleichzeitig einen
relativ hohen Reflexionsgrad im Infrarotbereich ha-
ben.

[0021] Insbesondere kann bereits bei einer Wellen-
lange zwischen 3000 und 4000 nm ein Reflexions-
grad von mehr als 30, vorzugsweise mehr als 40%
erreicht werden, wobei der mittlere Transmissions-
grad im sichtbaren Bereich mehr als 40, vorzugswei-
se mehr als 50 und besonders bevorzugt mehr als
70% betragt.

[0022] Die Erfinder haben weiter herausgefunden,
dass sich bei einer derartigen Beschichtung nach
dem Tempern bei Temperaturen bis zu 900°C die In-
frarot-Strahlung reflektierende Wirkung nicht nur be-
stehen bleibt, sondern sich sogar verbessert.

[0023] Unter einer Zinnoxidschicht wird eine Schicht
verstanden, welche Uberwiegend Zinnoxid enthalt.
Es versteht sich, dass die Beschichtung neben Anti-
monoxid noch weitere Bestandteile enthalten kann.

[0024] Weiter hat sich herausgestellt, dass die erfin-
dungsgemale Beschichtung zu einem rauchglasarti-
gen, also grauen Aussehen flihren kann und daher
im Gegensatz zu farbigen Beschichtungen eine
schone optische Anmutung hat.

[0025] Bei einer Ausflihrungsform der Erfindung
grenzt die Zinnoxidschicht direkt an das Glas oder
Glaskeramiksubstrat an. Die Zinnoxidschicht ist so-
mit direkt auf das Substrat aufgebracht. Die Erfinder
haben herausgefunden, dass selbst beim direkten
Aufbringen auf das gegebenenfalls vorgewarmte
Substrat eine hinreichende Abriebbestandigkeit er-
reicht werden kann.

[0026] Bei einer alternativen Ausfuhrungsform ist
zwischen der Zinnoxidschicht und dem Glas- oder
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Glaskeramiksubstrat eine Haftvermittlerschicht ange-
ordnet.

[0027] Diese Ausfliihrungsform der Erfindung eignet
sich besonders fir das Abscheiden von Zinnoxid-
schichten vor einer thermischen Nachbehandlung
des Glases, insbesondere vor einem nachfolgenden
Keramisierungsprozess.

[0028] Als Haftvermittlerschicht eignen sich eine
Vielzahl von Materialien, insbesondere Siliziumoxid
oder Aluminiumoxid, sowie abgeschiedene weiche
Schichten mit einem hohen Kohlenstoffanteil. Die
Haftvermittlerschicht kann durch verschiedenartige
Beschichtungsverfahren wie Flammporolyse, Wal-
zen, Spruhen oder ein PVD- oder CVD-Verfahren
aufgebracht werden.

[0029] Bei einer Weiterbildung der Erfindung wird
auf die Zinnoxidschicht eine Entspiegelungsschicht
aufgebracht, welche im sichtbaren Bereich eine Ent-
spiegelungswirkung hat. Dabei kann es sich insbe-
sondere um ein Interferenzsystem handeln. Diese
Ausfuhrungsform der Erfindung eignet sich insbeson-
dere fir Scheiben an Feuerschutztiren.

[0030] Vorzugsweise ist die Scheibe als Glaskera-
mikscheibe ausgebildet. Derartige Materialien lassen
sich auch als sehr temperaturbestandiges Flachglas
mit hoher mechanischer Belastbarkeit bereitstellen.
Insbesondere kann ein derartiges Material als soge-
nanntes Null-Ausdehnungsmaterial bereitgestellt
werden, bei welchem der thermische Langenausdeh-
nungskoeffizient zwischen 20 und 700°C weniger als
+0,8:10°K™" betragt.

[0031] Das Verhaltnis von Antimon zu Zinn in der In-
frarot-Strahlung reflektierenden Zinnoxidschicht be-
tragt bei einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Er-
findung zwischen 0,5 und 20, vorzugsweise zwi-
schen 1 und 12 und besonders bevorzugt zwischen 2
und 6% (ermittelt auf Gewichtsprozent-Basis).

[0032] Es hat sich insbesondere herausgestellt,
dass in dem bevorzugtem Bereich eine besonders
gute Reflexionswirkung bei gleichzeitig guter Trans-
mission im sichtbaren Bereich erreicht werden kann.

[0033] Die Infrarot-Strahlung reflektierende Zinno-
xidschicht wird vorzugsweise mittels eines Abschei-
deverfahrens, insbesondere Sputtern aufgebracht
und hat bei einer bevorzugten Ausflihrungsform der
Erfindung eine Dicke zwischen 20 und 2000 nm, vor-
zugsweise zwischen 200 und 1000 nm und beson-
ders bevorzugt zwischen 600 und 700 nm.

[0034] Es versteht sich, dass die Schicht nicht zwin-
gend einschichtig ausgebildet sein muss, sondern
dass die Schicht auch Teil eines Mehrschichtsystems
sein kann.
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[0035] Die Plasmakante, welche das Reflexions-
spektrum in zwei Bereiche aufteilt, kann bei den erfin-
dungsgemalen Schichten unter 3000, vorzugsweise
unter 2500 und besonders bevorzugt unter 2000 nm
liegen. Eine so ausgebildete Scheibe ist insbesonde-
re als Vorsatzscheibe fir Kamine geeignet, bei wel-
chen die Glut typischerweise recht kurzwellige Strah-
lung mit einem Intensitatsmaximum bei etwa 2500
nm emittiert.

[0036] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zur Herstellung einer Infrarot-Strahlung reflek-
tierenden Glas- oder Glaskeramikscheibe, bei wel-
chem ein Substrat, insbesondere ein Glassubstrat
bereitgestellt wird und eine Antimonoxid enthaltene
Zinnoxidschicht auf dem Substrat abgeschieden
wird.

[0037] Als Substrat wird ein Glas- oder Glaskera-
miksubstrat mit einem thermischen Ausdehnungsko-
effizienten a von weniger als 4,2, bevorzugt von we-
niger als 3,5 verwendet.

[0038] Mit dem Verfahren wird vorzugsweise eine
kristalline Schicht aufgebracht, welche einen einheit-
lichen Farbeindruck aufweist.

[0039] Vorzugsweise wird die Schicht mittels eines
Sputter-, CVD oder Sol Gel-Verfahrens, insbesonde-
re mittels eines Magnetron-Sputterverfahrens abge-
schieden. Mit derartigen Sputterverfahren lassen
sich auch groRe Flachen kostengtinstig beschichten.

[0040] Bei einer bevorzugten Ausfiihrungsform der
Erfindung wird ein Antimonoxid- und Zinnoxid-halti-
ges, insbesondere keramisch ausgebildetes Target
verwendet.

[0041] Diese Ausfuhrungsform der Erfindung hat
den Vorteil, dass mittels eines Sputterverfahrens die
Zusammensetzung des Targets auf das Substrat na-
hezu identisch Ubertragen werden kann. So muss
zum einen nur ein Target verwendet werden. Des
Weiteren ist bei Verwendung eines keramischen Tar-
gets die Zudosierung von Sauerstoff wahrend des
Sputterprozesses nicht zwingend erforderlich.

[0042] Es hat sich allerdings herausgestellt, dass es
auch bei Verwendung eines keramischen Targets je
nach gewlinschten Schichteigenschaften vorteilhaft
sein kann, beim Sputtern Sauerstoff zuzudosieren.
So fuhrt zwar ein héherer Sauerstoffanteil zu einer et-
was geringeren Reflexionswirkung im Infrarotbe-
reich. Gleichzeitig steigt aber die Transmission im
sichtbaren Bereich im hohen Male an.

[0043] Bei einer bevorzugten Ausfiihrungsform der
Erfindung wird die Antimonoxid enthaltende Zinno-
xidschicht auf einem Griinglas (Glasrohling fir einen
Keramisierungsprozess) abgeschieden, welches
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nach dem Abscheiden der Schicht keramisiert wird.

[0044] Es hat sich herausgestellt, dass die erfin-
dungsgemale Zinnoxidschicht in einem Keramisie-
rungsprozess auftretende Temperaturen von etwa
900°C vertragt, ohne ihre Infrarot-Strahlung reflektie-
rende Wirkung zu verlieren.

[0045] So kann die Schicht vor dem Keramisieren
aufgebracht werden und die Scheibe wahrend des
Keramisierungsprozesses im heiflen Zustand ver-
formt, insbesondere gebogen werden, wobei sie im
Wesentlichen ihre Endform annimmt.

[0046] Bei einer bevorzugten Ausflihrungsform der
Erfindung wird das Substrat nach dem Abscheiden
der Antimonoxid-enthaltenden Zinnoxidschicht auf
mindestens 550°C, vorzugsweise auf mindestens
850°C erwarmt. Eine derartige Erwarmung kann,
muss aber nicht im Zuge eines Keramisierungspro-
zesses erfolgen. Vielmehr hat sich gezeigt, dass die
Infrarot-Strahlung reflektierende Wirkung beim Tem-
pern sogar zunimmt.

[0047] Wahrend des Abscheidens, insbesondere
wahrend des Aufsputterns der Infrarot-Strahlung re-
flektierenden Zinnoxidschicht wird bei einer bevor-
zugten Ausfuhrungsform der Erfindung das Substrat
auf einer Temperatur zwischen 150 und 600°C, be-
vorzugt zwischen 300 und 500°C gehalten.

[0048] Die Erwarmung des Substrates flihrt zum ei-
nen zur Entfernung von Wasser, insbesondere im
oberflachennahen Bereich des Substrates. Zum an-
deren lasst sich durch eine Erwdrmung des Substra-
tes ein gleichmaligeres Schichtwachstum erreichen.

[0049] Mit der Erfindung kénnen Glas- oder Glaske-
ramikscheiben mit einer Dauereinsatztemperatur von
mehr als 600, oder sogar mehr als 700°C bereitge-
stellt werden. Derartige Scheiben sind somit auch als
Feuerschutzglas geeignet.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0050] Die Erfindung soll im Folgenden Bezug neh-
mend auf die Zeichnungen Fig. 1 bis Fig. 4 naher er-
lautert werden.

[0051] Fig.1 zeigt schematisch ein Ausflihrungs-
beispiel einer Glas- oder Glaskeramikscheibe,

[0052] Fig. 2 und Fig. 3 zeigen beispielhafte spek-
trale Reflexionverlaufe von erfindungsgemafen Gla-
sern sowie bekannten Vergleichsglasern,

[0053] Bezug nehmend auf Fig. 4 sollen die we-
sentlichen Verfahrensschritte eines Verfahrens zur
Herstellung einer Glas- oder Glaskeramikscheibe na-
her erlautert werden.
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Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen

[0054] Fig.1 zeigt schematisch eine Glas- oder
Glaskeramikscheibe 1, welche ein keramisches Sub-
strat 2 umfasst. Das keramische Substrat 2 ist als
Null-Ausdehnungsmterial ausgebildet. Auf das Sub-
strat 2 ist eine Antimonoxid-haltige Zinnoxidschicht 3
abgeschieden. Das Verhaltnis von Antimon zu Zinn
betragt bei dieser Ausfiihrungsform der Erfindung
etwa 6%.

[0055] Fig. 2 zeigt den spektralen Reflexionsgrad
verschiedener Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung.

[0056] Auf der X-Achse ist die Wellenlange in nm
aufgetragen, die Y-Achse gibt den Anteil der spektra-
len Reflexion wieder, ein Wert von 1 wirde dabei die
vollstandige Reflexion der jeweiligen Wellenlange be-
deuten.

[0057] Samtliche Kurven geben den spektralen Re-
flexionsgrad nach einem Keramisierungsprozess,
also nach einer Temperaturbehandlung mit mehr als
700°C wieder.

[0058] Die Kurve 10 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel
mit einer 800 nm dicken Antimon-dotierten Zinnoxid-
schicht. Die Dicke der Schicht 11 betragt 550 nm und
die der Schicht 12 betragt 500 nm. Zu erkennen ist,
dass der spektrale Reflexionsgrad bei Wellenlangen
Uber 2000 nm bei den dinneren Schichten wesent-
lich besser ist, als bei der dickeren Schicht. Dies zeigt
die prozesstechnischen Moglichkeiten.

[0059] Weiter ist zu erkennen, dass die Plasmakan-
te aller drei Materialien bei unter 3000 nm liegt und
dass der spektrale Reflexionsgrad im sichtbaren Be-
reich bei allen drei Schichten bei unter 0,2 liegt. Be-
reits bei einer Wellenlange von etwa 2500 nm errei-
chen die beiden dinnen Schichten, welche in den
Kurven 11 und 12 dargestellt werden, einen spektra-
len Reflexionsgrad von mehr als 0,3. Ab 3000 nm be-
tragt der spektrale Reflexionsgrad bei den Schichten
gemal Kurven 11 und 12 sogar mehr als 0,4.

[0060] In Fig. 3 sind entsprechend der Fig. 2 die
spektralen Reflexionsgrade verschiedener Glaskera-
mikscheiben aufgetragen. Dabei wurden auch aus
dem Stand der Technik bekannte Glaskeramikschei-
ben untersucht.

[0061] Die Kurve 17 gibt den spektralen Reflexions-
grad einer IR reflektierenden Beschichtung auf Basis
von fluordotiertem Zinnoxid wieder. Zu erkennen ist,
dass die Plasmakante dieses Materials zwischen
2000 und 3000 nm liegt und dass die Beschichtung
bereits ab 2500 nm zu einem hohen Reflexionsgrad
fuhrt.

[0062] Die Kurve 13 gibt den spektralen Reflexions-
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grad dieser Beschichtung nach einer Belastung von
500°C fur 100 Stunden wieder. Zu erkennen ist, dass
der Reflexionsgrad fur Wellenlangen zwischen 2000
und 5500 nm erheblich abgesunken ist und insbeson-
dere in dem bei Vorsatzscheiben relevanten Wellen-
ldngenbereich zwischen 2000 und 4000 nm bei unter
0,25 liegt. Das Glas ist somit fur eine Dauerbelastung
von 500°C nicht geeignet.

[0063] Die Kurve 14 zeigt ein weiteres mit einer In-
frarot-Strahlung reflektierenden Beschichtung verse-
henes Glas ebenfalls nach einer Temperaturbehand-
lung von 500°C tber 100 Stunden. Auch dieses Glas
erreicht keine hinreichenden Reflexionswerte.

[0064] Die Kurven 15 und 16 zeigen den spektralen
Reflexionsgrad von zwei verschiedenen Ausfih-
rungsbeispielen von Glaskeramikscheiben, welche
mit einer Antimon-dotieren Zinnoxidschicht versehen
sind nach einem Keramisierungsprozess. Zu erken-
nen ist, dass nahezu eine gleich gute Infrarot-Strah-
lung reflektierende Wirkung erzielt wird, wie bei dem
Glas gemal Kurve 17, welches keiner Temperatur-
belastung ausgesetzt wurde. Insbesondere liegt die
Plasmakante der Glaskeramikscheiben gemaf der
Kurven 15 und 16 bei unter 3000 nm.

[0065] Bezug nehmend auf Fig. 4 sollen die we-
sentlichen Verfahrensschritte gemaf eines Ausflih-
rungsbeispiels der Erfindung naher erlautert werden.
Bei diesem Verfahren wird eine Glaskeramikscheibe
hergestellt, welche insbesondere als Vorsatzscheibe
fur Kaminofen verwendet werden kann.

[0066] Dazu wird zunachst ein sogenanntes Grin-
glas, also ein Ausgangsmaterial fiir einen Keramisie-
rungsprozess in eine Sputteranlage eingebracht.

[0067] Das Griinglas wird vorzugsweise mittels ei-
nes Magnetron-Sputterverfahrens mit einer Antimon-
oxid-haltigen Zinnoxidschicht beschichtet.

[0068] AnschlieRend wird das Griinglas zur Herstel-
lung einer Glaskeramik einem Keramisierungspro-
zess unterzogen und dabei auf bis zu 900°C erwarmt.

[0069] Wahrend oder unmittelbar nach dem Kera-
misierungsprozess wird die erwarmte Scheibe ver-
formt, um die gewilinschte Endform zu erhalten.

[0070] Nach dem Abkuhlen der Scheibe kann diese
als aulerst temperaturbestandiges Glas mit Infra-
rot-Strahlung reflektierender Wirkung verwendet wer-
den, insbesondere kénnen Dauereinsatztemperatu-
ren von 700°C garantiert werden.

[0071] Es versteht sich, dass die Erfindung nicht auf
eine Kombination vorstehender in den Ausfiihrungs-
beispielen beschriebener Merkmale beschrankt ist,
sondern dass der Fachmann samtliche beschriebe-
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nen Merkmale oder Verfahrensschritte kombinieren
wird, soweit dies technisch sinnvoll ist.

Patentanspriiche

1. Glas- oder Glaskeramikscheibe, umfassend
ein Glas- oder Glaskeramiksubstrat mit einem thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten a von weniger als
4,2 und eine als Einschicht-Reflexionsschicht ausge-
bildete Infrarot-Strahlung reflektierende Zinnoxid-
schicht, welche Antimon enthalt und welche im sicht-
baren Bereich transparent ist.

2. Glas- oder Glaskeramikscheibe nach dem vor-
stehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass
die Zinnoxidschicht als kristalline Schicht ausgebildet
ist.

3. Glas- oder Glaskeramikscheibe nach einem
der vorstehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zinnoxidschicht direkt an das Glas- oder
Glaskeramiksubstrat angrenzt.

4. Glas- oder Glaskeramikscheibe nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen dem Glas- oder Glaskeramiksubstrat und der
Zinnoxidschicht eine Haftvermittlerschicht angeord-
net ist.

5. Glas- oder Glaskeramikscheibe nach einem
der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass auf die Zinnoxidschicht eine Entspiege-
lungsschicht aufgebracht ist.

6. Glas oder Glaskeramikscheibe nach einem der
vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Glas- oder Glaskeramikscheibe bei einer
Wellenlange zwischen 3000 und 4000 nm, insbeson-
dere nach Verformung unter thermischer Belastung,
einen Reflexionsgrad von mehr als 30, vorzugsweise
mehr als 40% aufweist.

7. Glas- oder Glaskeramikscheibe nach einem
der vorstehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Glas- oder Glaskeramikscheibe im Be-
reich des sichtbaren Lichtes einen mittleren Trans-
missionsgrad von mehr als 40, vorzugsweise mehr
als 50 und besonders bevorzugt von mehr als 70%
aufweist.

8. Glas- oder Glaskeramikscheibe nach einem
der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Glas- oder Glaskeramikscheibe ver-
formt, insbesondere gebogen, ausgebildet ist.

9. Glas- oder Glaskeramikscheibe nach einem
der vorstehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verhaltnis von Antimon zu Zinn in der
Infrarot-Strahlung reflektierenden Zinnoxidschicht
zwischen 0,5 und 20, vorzugsweise zwischen 1 und
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12 und besonders bevorzugt zwischen 2 und 6% be-
tragt.

10. Glas- oder Glaskeramikscheibe nach einem
der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Infrarot-Strahlung reflektieren Zinnoxid-
schicht eine Dicke zwischen 20 und 2000 nm, vor-
zugsweise zwischen 200 und 1000 nm, besonders
bevorzugt zwischen 600 und 700 nm aufweist.

11. Glas- oder Glaskeramikscheibe nach einem
der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Infrarot-Strahlung reflektiere Zinnoxid-
schicht fur eine Dauereinsatztemperatur von mehr
als 600, vorzugsweise mehr als 700°C, besonders
bevorzugt mehr als 850°C ausgebildet ist.

12. Glas- oder Glaskeramikscheibe nach einem
der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Infrarot-Strahlung reflektiere Zinnoxid-
schicht eine Plasmakante bei unter 3000, vorzugs-
weise unter 2500 und besonders bevorzugt unter
2000 nm aufweist.

13. Vorsatzscheibe fiir einen Ofen oder Kamin,
umfassend eine Glas- oder Glaskeramikscheibe
nach einem der vorstehenden Anspruche.

14. Feuerschutztir oder -fenster, umfassend
eine Glas- oder Glaskeramikscheibe nach einem der
vorstehenden Anspriiche.

15. Verfahren zur Herstellung einer Infra-
rot-Strahlung reflektierenden Glas- oder Glaskera-
mikscheibe, insbesondere einer Glas- oder Glaske-
ramikscheibe nach einem der vorstehenden Anspri-
che, umfassend die Schritte:

— Bereitstellen eines Substrats einem thermischen
Ausdehnungskoeffizienten a von weniger als 4,2,

— Abscheiden einer Antimonoxid enthaltenden und im
sichtbaren Bereich transparenten Zinnoxidschicht
auf dem Substrat.

16. Verfahren zur Herstellung einer Infra-
rot-Strahlung reflektierenden Glas- oder Glaskera-
mikscheibe nach dem vorstehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zinnoxidschicht als
kristalline Schicht abgeschieden wird.

17. Verfahren zur Herstellung einer Infra-
rot-Strahlung reflektierenden Glas- oder Glaskera-
mikscheibe nach einem der vorstehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Antimon ent-
haltende Zinnoxidschicht mittels eines Sputter-, CVD
oder Sol Gel-Verfahrens, insbesondere mittels Mag-
netron-Sputterns abgeschieden wird.

18. Verfahren zur Herstellung einer Infra-
rot-Strahlung reflektierenden Glas- oder Glaskera-
mikscheibe nach dem vorstehenden Anspruch, da-
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durch gekennzeichnet, dass ein Antimon- und Zinno-
xid-haltiges, insbesondere keramisches, Target ver-
wendet wird.

19. Verfahren zur Herstellung einer Infra-
rot-Strahlung reflektierenden Glas- oder Glaskera-
mikscheibe nach einem der vorstehenden beiden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass beim Sput-
tern Sauerstoff zudosiert wird.

20. Verfahren zur Herstellung einer Infra-
rot-Strahlung reflektierenden Glas- oder Glaskera-
mikscheibe nach einem der vorstehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Antimonoxid
enthaltende Zinnoxidschicht auf einem Griinglas ab-
geschieden wird, welches danach keramisiert wird.

21. Verfahren zur Herstellung einer Infra-
rot-Strahlung reflektierenden Glas- oder Glaskera-
mikscheibe nach dem vorstehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass die Scheibe im heiRen
Zustand verformt, insbesondere gebogen wird.

22. Verfahren zur Herstellung einer Infra-
rot-Strahlung reflektierenden Glas- oder Glaskera-
mikscheibe nach einem der vorstehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat
nach dem Abscheiden der Antimonoxid enthaltenden
Zinnoxidschicht auf mindestens 550°C, vorzugswei-
se mindestes 850°C erwarmt wird.

23. Verfahren zur Herstellung einer Infra-
rot-Strahlung reflektierenden Glas- oder Glaskera-
mikscheibe nach einem der vorstehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat
nach dem Abscheiden der Antimonoxid enthaltenden
Zinnoxidschicht getempert wird.

24. Verfahren zur Herstellung einer Infra-
rot-Strahlung reflektierenden Glas- oder Glaskera-
mikscheibe nach einem der vorstehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Glas- oder
Glaskeramikscheibe wahrend des Abscheidens der
Infrarot-Strahlung reflektierenden Zinnoxidschicht
auf einer Temperatur zwischen 150 und 600°C, be-
vorzugt zwischen 300 und 500°C gehalten wird.

25. Glas- oder Glaskeramikscheibe herstellbar,
insbesondere hergestellt, mit einem Verfahren nach
einem der vorstehenden Anspriiche.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen

Fig. 1
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